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摘要(译)

制造有机发光显示器的方法能够通过使用热转移方法图案化发光层和电
荷传输层的多个有机层来改善器件特性，以优化对应于R，G和B的有机
层的厚度。像素。该方法包括：在衬底上形成R，G和B像素的下电极;在
层上形成有机层;在有机层上形成上电极。有机层的形成包括在基板的整
个表面上形成空穴注入层的一部分和R，G和B像素的空穴传输层，有机
层包括第一部分和第二部分，有机层厚度等于空穴注入层和空穴传输层
的厚度之和。有机层的形成还包括图案化有机层的第二部分，以及图案
化R，G和B像素的发光层。有机层的第二部分和R，G和B像素的发光层
通过热转印方法同时形成，该热转印方法使用具有有机层的第二部分和
R，G的发光层的热转印装置和B像素作为转移层。
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